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(54)【発明の名称】 エレクトロルミネセントディスプレイ用封止缶の製造方法

(57)【要約】
【課題】  熱膨張による問題を生じることがなく、信頼
性を向上させて発光層の寿命を延ばすことができるとと
もに軽量化が可能になり、精密で安価に製造することが
できるＥＬＤ用封止缶の製造方法を提供する。
【解決手段】  封止缶はガラス基板１１を用い、ガラス
基板１１の表面に発光層を覆う大きさに形成した第１の
レジスト膜１２からなるマスクパターンを用いてウェッ
トブラストにより第１の溝１５を加工した後に、その第
１の溝１５を加工したガラス基板１１の表面に発光層の
乾燥を防ぐ乾燥剤を封入するための大きさに形成した第
２のレジスト膜１６からなるマスクパターンを用いウェ
ットブラストによる第２の溝１８を２段に加工する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  透明なガラス材料からなる基板上にエレ
クトロルミネセント現象により発光する発光層を形成
し、該基板にその発光層を覆う封止缶を貼り付けるエレ
クトロルミネセントディスプレイにおける封止缶の製造
方法において、
前記封止缶はガラス基板を用い、該ガラス基板の表面に
前記発光層を覆う大きさに形成した第１のレジスト膜か
らなるマスクパターンを用いてウェットブラストにより
第１の溝を加工した後に、その第１の溝を加工したガラ
ス基板の表面に前記発光層の水分、ガスによる損傷を防
ぐ乾燥剤を封入するための大きさに形成した第２のレジ
スト膜からなるマスクパターンを用いウェットブラスト
による第２の溝を２段に加工することを特徴とするエレ
クトロルミネセントディスプレイ用封止缶の製造方法。
【請求項２】  前記第１及び第２のレジスト膜は、感光
性ドライフィルム、メタルマスクあるいは樹脂マスクで
あることを特徴とする請求項１記載のエレクトロルミネ
セントディスプレイ用封止缶の製造方法。
【請求項３】  前記第１及び第２の溝は、０．０５～
０．７０ｍｍの深さに加工されることを特徴とする請求
項１記載のエレクトロルミネセントディスプレイ用封止
缶の製造方法。
【請求項４】  前記ガラス基板は、厚さが０．５～２．
０ｍｍのガラス材料からなることを特徴とする請求項１
記載のエレクトロルミネセントディスプレイ用封止缶の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロルミネ
セントディスプレイ（ＥＬＤ）に設けられる封止缶の製
造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、エレクトロルミネセント（ＥＬ）
現象を利用した発光形の表示デバイスとして、有機エレ
クトロルミネセントディスプレイ（ＥＬＤ）が注目され
ている。このＥＬＤは、例えば、図２に示すように、透
明な基板２上に形成した発光層３の水分、ガスによる損
傷を防止するための封止缶４で覆う構造に形成されてい
る。この封止缶４は、発光層３の表面を覆う第１の溝５
と、この第１の溝５の表面に乾燥剤７を収納するための
第２の溝６とを形成した形状に形成され、周囲を基板２
に密着させ所定の接着剤などで封止される。この封止缶
４としては、例えば、第１及び第２の溝５，６の加工が
容易な金属材料からなる板材が使用されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】従来のＥＬＤ１では、
金属板材からなる封止缶４が使用されることがあるが、
発光層３を形成した基板２がガラス材料であるため、特
に大型化したときには金属とガラスとの間の熱膨張係数
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の違いから封止上に問題を生じ、かつ軽量化が困難でコ
スト高になるおそれがあった。このため、封止缶４をガ
ラス基板２と同じ熱膨張のガラス材料を使用することが
好ましいが、従来においてはガラス成型あるいはガラス
エッチングにより第１及び第２の溝５，６を精密に加工
するのが容易でなく、コスト高になることがあった。ま
た、金属材料の封止缶では、ショートする恐れがあるた
め、シーリング層（接着層）を薄くすることができず、
耐湿、耐ガスにおける信頼性の向上に問題が生じやす
く、発光層の寿命に悪影響を与えることがあった。
【０００４】本発明は上記事情に鑑みなされたもので、
熱膨張による問題を生じることがなくなり、信頼性を向
上させて発光層の寿命を延ばすことができるとともに軽
量化が可能になり、かつ精密で安価に製造することがで
きるＥＬＤ用封止缶の製造方法を提供することを目的と
する。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に請求項１に記載の発明にあっては、透明なガラス材料
からなる基板上にエレクトロルミネセント現象により発
光する発光層を形成し、該基板にその発光層を覆う封止
缶を貼り付けるエレクトロルミネセントディスプレイに
おける封止缶の製造方法において、前記封止缶はガラス
基板を用い、該ガラス基板の表面に前記発光層を覆う大
きさに形成した第１のレジスト膜からなるマスクパター
ンを用いてウェットブラストにより第１の溝を加工した
後に、その第１の溝を加工したガラス基板の表面に前記
発光層の水分、ガスによる損傷を防ぐ乾燥剤を封入する
ための大きさに形成した第２のレジスト膜からなるマス
クパターンを用いウェットブラストによる第２の溝を２
段に加工することを特徴とするものである。ウェットブ
ラストによる加工が微粒子を水に含めて噴射させること
で精密加工が容易になり、同じガラス材料を使用するこ
と熱膨張による封止上の問題を生じることがなくなり、
かつ安価に製造することができる。
【０００６】請求項２に記載の発明にあっては、前記第
１及び第２のレジスト膜は、感光性ドライフィルム、メ
タルマスクあるいは樹脂マスクであることを特徴とする
ものである。感光性ドライフィルム、メタルマスクある
いは樹脂マスクを使用することがウェットブラストによ
る加工に適している。
【０００７】請求項３に記載の発明にあっては、前記第
１及び第２の溝は、０．０５～０．７０ｍｍの深さに加
工されることを特徴とするものである。ウェットブラス
トによる加工で均一な深さの溝を形成することができ
る。
【０００８】請求項４に記載の発明にあっては、前記ガ
ラス基板は、厚さが０．５～２．０ｍｍのガラス材料か
らなることを特徴とするものである。ガラス基板を厚さ
が０．５～２．０ｍｍのガラス材料を使用することで安
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価にＥＬＤ用の封止缶を製造することができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】以下、本発明を図示の一実施形態
により具体的に説明する。図１は本発明実施形態の封止
缶の製造工程を説明する図である。
【００１０】まず、図１（ａ）において、厚さが、例え
ば、０．５～２．０ｍｍ程度、好ましくは０．７ｍｍま
たは１．１ｍｍ程度のソーダライムガラス、ホウケイ酸
ガラス、石英ガラス等の材料からなるガラス基板１１を
用意し、その表面をディップ式洗浄機で水酸化カリウム
溶液により基板洗浄を行う。次に、同図（ｂ）に示すよ
うに、洗浄したガラス基板１１の表面にラミネーターに
より、例えば、ＢＦ４１０（東京応化工業製）の感光性
ドライフィルムからなるネガ型の第１のレジスト膜１２
を貼り付ける。次に、同図（ｃ）に示すように、ＥＬＤ
を構成する発光層の表面を覆う大きさのパターンを形成
した第１のフォトマスク１３を使用しコンタクト露光機
により露光を行う。次に、同図（ｄ）に示すように、バ
ッジ式現像機で炭酸ナトリウムにより現像し、続いて温
風式焼成炉によりポストベークを行い、ガラス基板１１
の表面に第１のレジスト膜１２によるマスクパターンを
形成する。次に、同図（ｅ）に示すように、ウェットブ
ラスト装置を使用し、そのノズル１４から＃３２０のア
ルミナビーズを含む水を、マスクパターンを形成したガ
ラス基板１１の表面に噴射させてウェットブラスト加工
を行う。このウェットブラスト加工では、ガラス基板１
１の表面が、例えば、０．０５～０．７０ｍｍ程度の均
一な深さになるように、ガラス基板１１とノズル１４と
の間を相対的に移動させて加工を行う。次に、同図
（ｆ）に示すように、バッジ式剥離機で水酸化ナトリウ
ムにより第１のレジスト膜１２のマスクパターンをガラ
ス基板１１の表面から剥離する。これにより、ガラス基
板１１の表面には、マスクパターンの面積を有する大き
さで、０．０５～０．７０ｍｍ程度の均一な深さの第１
の溝１５が形成される。
【００１１】次に、同図（ｇ）に示すように、第１の溝
１５を形成したガラス基板１１の表面を、ディップ式洗
浄機により水酸化カリウム溶液により基板洗浄を行い、
続いて、前記工程と同様に、ガラス基板１１の表面にラ
ミネ-ターにより、例えば、ＢＦ４１０（東京応化工業
製）の感光性ドライフィルムからなるネガ型の第２のレ
ジスト膜１６を貼り付ける。次に、同図（ｈ）に示すよ
うに、乾燥剤を封入するための大きさのパターンを形成
した第２のフォトマスク１７を使用しコンタクト露光機
により露光を行う。次に、同図（ｉ）に示すように、バ
ッジ式現像機で炭酸ナトリウムにより現像し、続いて温
風式焼成炉によりポストベークを行い、第１の溝１５を
形成したガラス基板１１の表面に第２のレジスト膜１６
によるマスクパターンを形成する。次に、同図（ｊ）に
示すように、ウェットブラスト装置を使用し、そのノズ
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ル１４から＃３２０のアルミナビーズを含む水を、マス
クパターンを形成したガラス基板１１の表面に噴射させ
ることでウェットブラスト加工を行う。このウェットブ
ラスト加工では、第１の溝１５を形成したガラス基板１
１の表面が、例えば、０．０５～０．７０ｍｍ程度の均
一の深さになるように、ガラス基板１１とノズル１４と
の間を相対的に移動させて加工を行う。次に、同図
（ｋ）に示すように、バッジ式剥離機で水酸化ナトリウ
ムにより第２のレジスト膜１６のマスクパターンをガラ
ス基板１１の表面から剥離する。これにより、第１の溝
１５が形成されたガラス基板１１の表面には、マスクパ
ターンの面積を有する大きさで０．０５～０．７０ｍｍ
程度の均一な深さの第２の溝１８が形成される。この第
１及び第２の溝１５，１８を表面に２段に形成したガラ
ス基板１１がＥＬＤ用の封止缶として使用することがで
きる。
【００１２】上記工程によるＥＬＤ用封止缶の製造方法
では、ガラス基板１１の表面にＥＬＤの発光層を覆う大
きさに形成した感光性ドライフィルムの第１のレジスト
膜１２からなるマスクパターンを用い、ウェットブラス
トにより第１の溝１５を形成した後、その第１の溝１５
を形成したガラス基板１１の表面に乾燥剤を封入するた
めの大きさに形成したドライフィルムの第２のレジスト
膜１６からなるマスクパターンを用い、ウェットブラス
トにより第２の溝１８を２段に形成していることで、ウ
ェットブラストによる加工が微粒子を水に含めて噴射さ
せるため、例えば、エアーによるサンドブラストより精
密加工が可能になる。このように形成されるＥＬＤ用封
止缶では、発光層が形成される基板と同じガラス材料を
使用することができるため、熱膨張による封止上の問題
を生じることがなくなり、精密加工が可能になり、かつ
金属材料よりも安価に製造することができる。また、金
属製の封止缶と異なりショートするおそれがないため、
シーリング層（接着層）を、例えば、１／５程度まで大
幅に薄くすることが可能になり、これにより接着力が向
上するとともに、耐湿及び耐ガスにおける信頼性が向上
し、発光層の寿命を延ばすことができる。透明性を有す
るガラス材料を使用すれば、ＥＬＤの裏面側（封止缶
側）からの表示を行うことが可能なり、透過率の向上に
よる視認性に優れたＥＬＤの製造あるいは低電力での駆
動を実現することができる。さらには、ガラス材料の封
止缶によりＥＬＤ全体の軽量化ができ、モバイル製品へ
の搭載に大きな利点を持たせることができる。
【００１３】なお、上記実施形態において、ガラス基板
１１の形状や厚さ、その表面に形成する第１及び第２の
溝１５，１８の大きさ、形状、深さは任意にでき、実施
形態に限定されない。また、レジスト膜として感光性ド
ラムフィルムを使用した例を説明したが、メタルマスク
あるいは樹脂マスクを使用することも可能である。
【００１４】
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【発明の効果】以上説明したように本発明のエレクトロ
ルミネセントディスプレイ用封止缶の製造方法では、封
止缶はガラス基板を用い、ガラス基板の表面に発光層を
覆う大きさに形成した第１のレジスト膜からなるマスク
パターンを用いてウェットブラストにより第１の溝を加
工した後に、その第１の溝を加工したガラス基板の表面
に発光層の乾燥を防ぐ乾燥剤を封入するための大きさに
形成した第２のレジスト膜からなるマスクパターンを用
いウェットブラストによる第２の溝を２段に加工するこ
とで、ウェットブラストによる加工が微粒子を水に含め
て噴射させて精密加工が可能になり、同じガラス材料を
使用することで熱膨張による封止上の問題を生じること
がなく、かつ安価に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明実施形態の封止缶の製造工程を説明する
図である。 *

6
*【図２】従来のＥＬＤの構造を説明する図である。
【符号の説明】
１  ＥＬＤ
２  基板
３  発光層
４  封止缶
５  第１の溝
６  第２の溝
１１  ガラス基板
１２  第１のレジスト膜
１３  第１のフォトマスク
１４  ノズル
１５  第１の溝
１６  第２のレジスト膜
１７  第２のフォトマスク
１８  第２の溝

【図１】 【図２】
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并使用覆盖在玻璃基板（11）的表面上且覆盖发光层的尺寸的第一抗蚀
剂膜（12）制成的掩模图案，通过湿法喷砂法形成第一槽（15）。 在加
工之后，使用由第二抗蚀剂膜16组成的掩模图案，该第二抗蚀剂膜16形
成为具有用于封装干燥剂的尺寸，该干燥剂防止发光层在已经加工了第
一凹槽15的玻璃基板11的表面上干燥。 通过湿喷的第二槽18被加工成两
个步骤。
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